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@ Verfahren zum Aufdampfen von Verglitungsschichten auf optische Substrate.

Beim Verfahren zum Aufdampfen von Vergitungs-

schichten auf Flachen optischer Substrate (10), wie
Kunststoff-Brillenglaser, welche auf Tragermittel aufspann-
bar sind, die sich in einem evakuierbaren Rezipienten (1)
oberhalb oder unterhalb von auswechselbaren Verdamp-
fungsquelien (100) befinden, wird jeweils innerhalb eines
Bedampfungsvorganges zur Erzeugung einer Vergitungs-
schicht zunachst die der Verdampfungsquelle zugewende-
ten Flachen der auf Tragermittel (21) aufgespannten Sub-
strate bedampft und dann, ohne Stilisetzung der Verdamp-
fungsquelle, die Tragermittel mit den Substraten rasch
gewendet und die nun der Verdampfungsquelle zugewen-
deten Flachen der Substrate ebenfalls bedampft werden,
wonach ein zyklisches Auswechseln von Verdampfungs-
quellen erfolgt zum Aufbringen jeweils einer weiteren Ver-
gutungsschicht auf die Substratflichen innerhalb eines
neuen Bedampfungsvorganges.

Durch diese Massnahmen wird nun das zyklische
Auswechseln der Verdampfungsquellen um die Halfte re-
duziert und damit auch deren Aufheizung, was wiederum
die Gefahr einer Zersetzung der Aufdampfmaterialien so-
wie der Suboxyd-Bildung und der daraus resultierenden
Brechwert-Anderungen wesentlich verringert.
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Beschreibung

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
zum Aufdampfen von Verglitungsschichten auf Fla-
chen optischer Substrate, wie Kunststoff-Brillengla-
ser, welche auf Tragermittel aufspannbar sind, die
sich in einem evakuierbaren Rezipienten oberhalb
oder unterhalb von auswechselbaren Verdamp-
fungsquellen befinden.

Bei allen solchen bekannten Verfahren zum Auf-
dampfen von mindestens einer Oberflachenschicht
auf optische Substrate, insbesondere Brillenglaser,
im Vakuum, werden eine vorgegebene Anzahl sol-
cher Substrate nach dem Aufdampfen von in der
Regel mehreren Schichten aus der Ebene, in wel-
cher die Substratflichen der Wirkung der auswech-
selbaren Verdampfungsquellen ausgesetzt waren,
einzeln oder gruppenweise herausbewegt und
nochmals eine gleiche Anzahl Substratflachen in
diese Ebene hineinbewegt, um diese ebenfalls
nachfolgend einmal oder mehrmals zu bedampfen,
m.a.W. werden zunachst auf den Substratflachen
der einen Seite der Substrate die einzelnen Vergi-
tungsschichten nacheinander aufgedampft, dann die
Substrate gewendet und dann die anderen Subst-
ratflaichen bedampft.

Solche Verfahren sind aber sehr aufwéandig, da
nach jedem Bedampfungsvorgang die Verdamp-
fungsquelle abgeschaltet und, nach Abklhlung, fur
eine neue Vergltungsschicht eine neue Quelle ein-
gesetzt werden muss. Dies wiederholt sich dann al-
les nochmals bei der Beschichtung der Flachen der
dann gewendeten Substrate.

Zudem besteht durch das vielmalige Aufheizen
der Verdampfungsquellen, welche beispielsweise
Elektronenstrahl-Verdampfer oder widerstandsbe-
heizte thermische Verdampfer sein kénnen, die Ge-
fahr einer Zersetzung der Aufdampfmaterialien so-
wie der Suboxyd-Bildung und der daraus resultie-
renden Brechwert-Anderungen.

Es ist deshalb Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, ein Verfahren der vorgenannten Art zu schaf-
fen, bei dem die vorgenannten Nachteile vermieden
werden.

Dies wird beim Verfahren zum Aufdampfen von
Vergltungsschichten auf Flachen optischer Substra-
te, wie Kunststoff-Brillenglaser, welche auf Trager-
mittel aufspannbar sind, die sich in einem evakuier-
baren Rezipienten oberhalb oder unterhalb von aus-
wechselbaren  Verdampfungsquellen befinden,
erfindungsgemass dadurch erreicht, dass jeweils in-
nerhalb eines Bedampfungsvorganges zur Erzeu-
gung einer Vergltungsschicht zunachst die der Ver-
dampfungsquelle zugewendeten Flachen der auf
Tragermittel aufgespannten Substrate bedampft und
dann, ohne Stillsetzung der Verdampfungsquelie,
die Tréagermittel mit den Substraten rasch gewendet
und die nun der Verdampfungsquelle zugewendeten
Flachen der Substrate ebenfalls bedampft werden,
wonach ein zyklisches Auswechseln von Verdamp-
fungsquelien erfolgt zum Autbringen jeweils einer
weiteren Vergitungsschicht auf die Substratflachen
innerhalb eines neuen Bedampfungsvorganges.

Durch diese Massnahmen wird nun das zyklische
Auswechseln der Verdampfungsquelien um die
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Halfte reduziert und damit auch deren Aufhejzung,
was wiederum die Gefahr einer Zersetzung ddr Auf-
dampfmaterialien sowie der Suboxyd-Bildung und
der daraus resultierenden Brechwert-Andertingen
wesentlich verringert.

Vorzugsweise werden alle Substrate gleichzeitig
und ohne Unterbrechung des Aufdampfstromeés ge-
wendet.

Bei trage wendenden Substraten hingeger], bei-
spielsweise auf kalottenfédrmigen Wendetrigern,
wird wahrend der Wendezeit der Bedampfjungs-
strahl temporar auf eine einschwenkbare HBlende
gerichtet und damit die wendenden Tragermitiel mit
den Substraten gegen den Aufdampfstrom |abge-
deckt.

Das erfindungsgemasse Verfahren ist nachfol-
gend anhand von beispielsweisen Ausfihrurigsfor-
men einer Vakuum-Beschichtungsanlage aphand
der Zeichnung néher erlautert. Es zeigen:

Fig. 1 im Lé&ngsschnitt in schematischer, Jerein-
fachter Darstellung eine Vakuum-Beschichturigsan-
lage zum Bedampfen mehrerer optischer Suljstrate
auf einer Wendetrager-Vorrichtung; und

Fig. 2 eine Ausfiihrungsvariante der Anorfinung
gemass Fig. 1.

Die in Fig. 1 beispielsweise veranschaulich{e Va-
kuum-Beschichtungsanlage zum Aufdampfed von
Vergutungsschichten auf optische Substratel bei-
spielsweise hier Kunststoff-Brillenglaser 10, umfasst
einen, Uber eine Vakuum-Pumpe 2 evakuietbaren
Rezipienten 1.

im oberen Kammerbereich dieses Rezipienten 1
befindet sich eine Wendetrager-Vorrichtung 3 mit ei-

ner Mehrzahl, hier zwei erkennbare radial uny eine
kreisférmige Tragerplatte 23 angeordnete Wende-
trager 21, die je an einer, tempordr um 18CF ver-

drehbaren Drehachse 22 abgestitzt sind, wobei je-
der Wendetrager 21 Mittel zum klemmenden| Fest-
halten eines beidseitig zu beschichtenden Substra-
tes oder zum Festhalten von zwei einseifig zu
beschichtenden Substraten umfasst (nicht gezpigt).

Im unteren Bereich des Rezipienten 1 is{ eine
Verdampfungsquelle 100 angedeutet, die hief eine
sogenannte Elektronenstrahlkanone mit einem| Heiz-
faden 15 umfasst, dessen austretende Elekironen
nach seiner Erhitzung in einer Fokussierungsein-
richtung 16 strahlenférmig geblndelt werden| Bei-
spielsweise kann der Elektronenstrahl von eifer an
negativer Hochspannung liegenden Wolframkdthode
erzeugt und mit einem geformten Wehnelt-Zylinder
vorfokussiert werden. Dieser Elektronenstrahl lasst
sich nun durch Umlenkmagnetmitiel 13 in |einen
Tiegel 17 umienken, in dem sich das Aufdampfma-
terial befindet.

Zum Betreiben bzw. Bedienen der im evakyierten

den Vakuumraum hineinreichen (nicht gezei
der Aufbau und die Funktionsweise solcher
umaufdampfanlagen weiters soweit bekannt| sind,
erlbrigt sich eine nahere Konstruktionsbedchrei-
bung. ‘
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Wesentlich ist hier zunachst, dass an den Wen-
detrdgern 21 resp. Drehachsen 22 Wendemittel
zum gleichzeitigen Wenden aller Wendetrager an-
greifen. Hierflir umfassen die Wendemittel einen
von der Tréagerplatte 23 umféanglich abragenden
Zahnkranz 25, in den je ein Mithahmezahnrad 24
eingreift, das mit der Drehachse 22 der Wendetra-
ger 21 sowie mit einem weiteren, temporar verdreh-
baren Gegenzahnkranz 26 in Wirkungsverbindung
steht.

Damit ist es méglich, zu geeigneter Zeit den Ge-
genzahnkranz 26 relativ zum Zahnkranz 25 soweit
zu verdrehen, bis die Wendetrager 21 mit ihren
Substraten (ber das jeweilige Mitnahmezahnrad 24
um 180° gedreht sind. Dies erfolgt in Bruchteiien ei-
ner Sekunde, also so schnell, dass der Bedamp-
fungsstrahl 99 nicht unterbrochen werden muss.

Eine solche Einrichtung gestattet, dass erfin-
dungsgeméass jeweils innerhalb eines Bedamp-
fungsvorganges zur Erzeugung einer Vergltungs-
schicht zunachst die der Verdampfungsquelle zuge-
wendeten Flachen der auf Tragermittel aufgespann-
ten Substrate bedampft und dann, ohne Stilisetzung
der Verdampfungsquelle, die Tragermittel mit den
Substraten rasch gewendet und die nun der Ver-
dampfungsquelle zugewendeten Fiachen der Subst-
rate ebenfalls bedampft werden, wonach ein zykli-
sches Auswechseln von Verdampfungsquellen er-
folgt zum Aufbringen jeweils einer weiteren Vergi-
tungsschicht auf die Substratflachen innerhalb eines
neuen Bedampfungsvorganges.

Durch diese Massnahmen wird nun das zyklische
Auswechseln der Verdampfungsquellen um die
Haélfte reduziert und damit auch deren Autheizung,
was wiederum die Gefahr einer Zersetzung der Auf-
dampfmaterialien sowie der Suboxyd-Bildung und
der daraus resultierenden Brechwert-Anderungen
wesentlich verringent.

Vorzugsweise werden alle Substrate gieichzeitig
und ohne Unterbrechung des Aufdampfstromes 99
gewendet. Bei trage wendenden Substraten hinge-
gen, beispielsweise auf kalottenformigen Wendetra-
gern gemass Fig. 2, wird wahrend der Wendezeit
der Kalotten 33 mit den Substraten 10 mittels Wen-
devorrichtung 19 der Bedampfungsstrahl temporar
auf eine einschwenkbare Blende 14 gerichtet und
damit die wendenden Tragermittel mit den Substra-
ten gegen den Aufdampistrom 99 abgedeckt.

Patentanspriiche

1. Verfahren zum Aufdampfen von Vergitungs-
schichten auf Flachen optischer Substrate, wie
Kunststoff-Brillenglaser, welche auf Tragermittel auf-
spannbar sind, die sich in einem evakuierbaren Re-
zipienten oberhalb oder unterhalb von auswechsel-
baren Verdampfungsquellen befinden, dadurch ge-
kennzeichnet, dass jeweils innerhalb eines
Bedampfungsvorganges zur Erzeugung einer Ver-
gutungsschicht zunéchst die der Verdampfungsquel-
le zugewendeten Flachen der auf Tragermittel auf-
gespannten Substrate bedampft und dann, ohne
Stilisetzung der Verdampfungsquelle, die Tragermit-
tel mit den Substraten rasch gewendet und die nun
der Verdampfungsquelle zugewendeten Flachen der
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Substrate ebenfalls bedampft werden, wonach ein
zyklisches Auswechseln von Verdampfungsquellen
erfolgt zum Aufbringen jeweils einer weiteren Ver-
gltungsschicht auf die Substratflachen innerhalb ei-
nes neuen Bedampfungsvorganges.

2. Vertahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass alle Substrate gleichzeitig und ohne
Unterbrechung des Aufdampfstromes gewendet
werden.

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass wahrend der Wendezeit der Be-
dampfungsstrahl temporéar auf eine einschwenkbare
Blende gerichtet wird und damit die wendenden
Tragermittel mit den Substraten gegen den Auf-
dampfstrom abgedeckt werden.
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